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(57) Abstract : Method of transferring a layer (1) comprising: a) providing a layer (1) integral with an initial substrate with a bin­
ding energy EO; b) bonding a front face (8) of the layer (1) to an intermediate substrate (5) according to an intermediate binding 
energy Ei; c) detaching the initial substrate from the layer (1) e) bonding a rear face to a final substrate (11) according to a final bin -
ding energy Ef; and f) detaching the intermediate substrate (5) from the layer (1) to transfer the layer (1) to the final substrate (11); 
step b) comprising a step of forming Si-O-Si siloxane bonds, step c) being carried out in a first anhydrous atmosphere and step f) 
being carried out in a second humid atmosphere in such a way that intermediate binding energy Ei takes a first value Eil in step c) 
and a second value Ei2 in step f), where Eil > E0 and Ei2 < Ef. 

(57) Abrege : Precede de transfert d'une couche (1) comprenant: a) fourniture d'une couche (1) solidaire d'un substrat initial avec 
une energie de liaison EO; b) collage d'une face avant (8) de la couche (1) sur un substrat intermediaire (5) selon une energie de col­
lage intermediaire Ei; c) detachement du substrat initial de la couche (1) e) collage d'une face arriere sur un substrat final 

[Suite sur la page suivante] 



WO 2013/050683 A11 lllll llllllll II llllll III lllll lllll III III III lllll lllll lllll lllll lllll llll lllllll llll llll llll 

(11) selon une energie de collage final Ef; et f) decollement du substrat intermediaire (5) de la couche (1) pour transferer la 
couche (1) sur le substrat final (11); I'etape b) comprenant une etape de formation de liaisons siloxanes Si-O-Si, I'etape c) etant 
realisee sous une premiere atmosphere anhydre et I'etape f) etant realisee sous une deuxieme atmosphere humide de sorte que 
l'energie de collage intermediaire Ei prend une premiere valeur Eil a I'etape c) et une deuxieme valeur Ei2 a I'etape f), avec Eil > 
EO et Ei2 < Ef. 


